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기술명

내플라즈마 평가방법

l 특 허 번 호 : 10-2007-0130359 l 보 유 기 관 : 한국표준과학연구원

l 패밀리정보 : 없음

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 반도체와 같은 정밀기기에 사용되는 부품의 코팅성능을 측정하고, 측정하기 위한 챔버의 환경조건을 표준화하여 
측정장치의 챔버 크기가 다른 상황에서도 유사한 측정값을 얻을 수 있도록 하는 기술

Ÿ 활용처 : CVD/ALD, PVD, Etcher등 반도체제조 핵심장비에 장착되는 부품

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 동일한 챔버크기가 아니면 동일한 시편을 사용하여도 
측정기기의 종류에 따라 다양한 측정오차가 발생

Ÿ 표준 장비의 사용없이 다른 측정장치로도 표준장치로부터 
측정한값과 유사 또는 동일한 측정값을 나타내도록 
하는 새로운 평가방법이 필요함

Ÿ 플라즈마발생장치의 파워를 조절하여 챔버내의 
플라즈마 밀도를 일정하게 유지하여 챔버의 크기에 
관계 없이 일정한 플라즈마 밀도를 갖는 챔버를 제공

Ÿ 코팅이 적합하게 이루어진 부품을 사용하도록 제공 

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 내플라즈마 실험과정은 픙라즈마 챔버에 시편을 10분 
노출시킨 것을 1회로 하여, 다수회가 반복 실행

Ÿ 노출횟수의 간격은 최소한 30분이상 유지하도록 하여 
시편표면의 반응이 충분히 완료된 후 실험환경설정 
과정을 수행한 플라즈마에 재노출시킴
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